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540796-2026 - AlaywVIONOG

Feppavia — HAeKTpoVIKG HIKpoOoKOTTIa odpwong — Rasterelektronenmikroskop - PR1253394-2790-
w

OJ S 149/2026 05/08/2026
MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG
Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
Email: einkauf@zv.fraunhofer.de
NopIkry yopen ayopaoTh: Anudola emixeipnon
ApaoTnpidTnTa TNG avabéTouoas apxng: Mevikég dNUOCIEG UTTNPETIES

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
Tithog: Rasterelektronenmikroskop - PR1253394-2790-W
Mepiypaon: Rasterelektronenmikroskop
AvayvwpioTiké dladikaciag: 22086¢30-3d52-496e-b5d8-d6171825b1d3
EowTtepikd avayvwploTikd: PR1253394-2790-W
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKNRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveTal: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivounon (cpv): 38511100 HAeKTPOVIKA PIKPOOKOTTIO GAPWONG

2.1.2. Toémrog ekTéAeong
M6AN: Erlangen
TaxudpouIKOG KwdIkag: 91058
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Erlangen, Kreisfreie Stadt (DE252)
Xwpa: Mepuavia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
VgV -

2.1.6. Adyol atmrokAsiocpou
Mnyég Twv Adywv atrokAsiopou: MpokApuén, ‘Eyypago cupBaong, Eupwtaikd Eviaio
‘Eyypago ZuupBaong (EEEZ)
Katrdotaon avaAoyn Thg TITWYEUONG, BUVAUEI TNG £BVIKNAG vouoBeaiag:
AlagpBopd:
2UPHETOXN O€ eyKANUATIKA opydvwaon:
2UMQWVIEG HE AAAOUG OIKOVOUIKOUG POPEIG UE OTOXO TN OTPERAWGCN TOU AVTAYWVICHOU:
Mapdpacn UTTOXPEWOEWY OTOUG TOUEIG TOU TTEPIBAAAOVTIKOU dIKaioU:
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NopigoTTroinon €06dwv atro TTAPAVOUEG dPACTNPIOTNTES i XPNUATODdOTNON TNG TPOUOKPATIOG:
Atrarn:

Maidikn epyacia Kal GANEG HOPYEG EUTTOPIOG AVOPWTTWV:

AgepeyyuoTtnTa:

MapdaBaocn UTTOXPEWOEWV OTOUG TOUEIG TOU EPYATIKOU DIKAIOU:

Mepiouoiokd oToIxEia UTTO avayKAOTIKN SlaxEipIon aTTO EKKABAPIOTA:

Weudeic dNAWOEIG, aTTOKpUWN TTANPOPOPIWY, AVIKAVOTNTA TTAPOXAS TWV ATTAITOUMEVWY
EYYPAQWY 1 ANWn TTANPOQOPIWY EPTTIOTEUTIKOU XAPAKTAPO TTOU A@OPOUV TNV TTapouca
dladikaaoia:

2UYKPOUGOT CUPQEPOVTWY AOYW TNG CUPUETOXNG Tou 0Tn dladikagia ouvaywng TG oupBaong:
ApeoN A EUUEON CUPPETOXN OTNV KATApTIoN TNG TTapoucag diadikaoiag ouvayng ouuBaong:
20Bap0 eTTayYYEAUATIKO TTOPATITWHA:

Mpdwpn AAEN, atTolnNUIWOEIG 1} AAANEG TTOPOUOIEG KUPWOEIG:

MapdaBaon UTTOXPEWOEWV OTOUG TOMEIG TOU KOIVWVIKOU dIKaiou:

MapdaBaon uTToxPEWONG TTOU OXETICETAI PIE TNV KATABOAN EI0QPOPWV KOIVWVIKNG A0PANIONG:
AVOOTOAN ETTIXEIPNMATIKWY dPACTNPIOTATWV:

MapdaBaon utToxpEwong TTOU OXETICETAI IE TNV KATARBOAN QOPWV:

TPOMOKPATIKA EYKAAMATA 1] EYKANHATO OUVOEOUEVA UE TPOUOKPATIKEG OPAOTNPIOTNTEG:
MapdaBaon UTTOXPEWOEWYV TTOU ATTOPPEOUV OTTO APIYWG £BVIKOUG AGyoug atTokAeiIopou: Es
gelten alle einschlagigen zwingenden wie fakultativen Ausschlussgriinde, die durch nationales
Recht normiert sind.

5. MapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAog: Rasterelektronenmikroskop - PR1253394-2790-W
Mepiypaon: 1 Stick Rasterelektronenmikroskop Die Rasterelektronenmikroskopie (REM) ist
ein weit verbreitetes analytisches Verfahren zur Materialanalyse, das eine zerstérungsfreie,
benutzerfreundliche Handhabung mit vielfaltigen Mdglichkeiten zur Materialcharakterisierung
verbindet. Neben der Abbildung von Materialoberflachen ermdéglicht die REM den Einsatz
verschiedener spektroskopischer und beugungsbasierter Methoden zur Analyse der
chemischen Zusammensetzung, kristallographischer Eigenschaften sowie struktureller
Defekte. Mit einem Feldemissions-REM (FE-REM) lasst sich ein breiter Vergro3erungsbereich
erschlieen, der bis in den Sub-Nanometer-Aufldsungsbereich reicht. Als fuhrendes Institut
auf dem Gebiet der Materialien mit (ultra-)breiter Bandllicke bendtigen wir ein REM, das ein
breites Spektrum materialwissenschaftlicher Charakterisierungsaufgaben unterstutzt. Dazu
gehdren insbesondere die Charakterisierung von Bulk-Kristallen mit (ultra-)breiter Bandllcke,
feinkdrnigen Ausgangsmaterialien, unbehandelten Substraten hinsichtlich intrinsischer Defekte
und Restschaden (z. B. aus Polierprozessen), Substraten mit epitaktischen Schichten fur
(opto-)elektronische Bauelemente sowie vollstandig prozessierten Bauelement-Wafern. Die
wesentlichen Anforderungen an das geplante REM lassen sich in drei Hauptaspekte
unterteilen: 1) Ein elektronenoptisches System, das eine hochmoderne, hohe laterale
Auflésung bis in den Sub-Nanometer-Bereich bietet. Dies muss mit einer umfassenden
Detektorausstattung kombiniert sein, einschlie3lich Kammerdetektoren fur
Sekundarelektronen (SE) und Ruckstreuelektronen (BSE) sowie In-Lens-Detektoren fir SE-
und BSE-Elektronen, jeweils mit wahlbaren Energiebereichen und klarer Trennung der
jeweiligen Signale. Bevorzugt wird eine feldfreie Objektivlinse, um Einschrankungen durch
magnetische Wechselwirkungen oder Fokussierungsprobleme zu vermeiden, die auftreten
kénnen, wenn leitfahige Kanale (z. B. in elektronischen Bauelementen) in das starke
Linsenfeld geneigt werden. Beschleunigungsspannung und Strahlstrom mussen einfach und
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unabhangig voneinander zwischen hochauflésenden und analytischen Betriebsmodi
umschaltbar sein, ohne dass eine aufwendige Neujustierung erforderlich ist. Zudem ist eine
technische Losung zur Vermeidung von Probenaufladungen erforderlich, da einige unserer
Materialien aufgrund ihrer breiten Bandllcke elektrisch isolierend wirken oder auf isolierenden
Substraten montiert sind. 2) Eine wesentliche Anforderung ist die Mdglichkeit, Wafer mittels
verschiedener Verfahren - wie etwa der Electron Channeling Contrast Imaging (ECCI)-Technik
und der Kathodolumineszenz (CL)-Analyse - an derselben interessierenden Stelle (Region of
Interest, ROI) zu untersuchen. Bei Wafern bis zu 8 Zoll muss es mdglich sein, jede Position
vom Zentrum bis zum Waferrand unter bevorzugten ECCI-Bedingungen anzusteuern, ohne
den interessierenden Bereich (ROI) zu verlieren - etwa durch Wafer-Rotation oder
Wiederholgenauigkeitsunsicherheiten bei weitreichenden X/Y-Bewegungen wahrend der
automatisierten Datenerfassung. Fur Wafer bis zu 12 Zoll sollte der gro3tmogliche Bereich
zuganglich sein. Angesichts der typischerweise niedrigen Versetzungsdichten (< 10* cm#?)
sind eine hohe Pixelzahl sowie ein groRes Sichtfeld bei geringer VergroRerung (bis zu 400 x
400 um) fur den Vergleich von ECCI- und CL-Ergebnissen unerlasslich. Zur Proben-
Navigation muss die Verwendung sowohl intern als auch extern aufgenommener Bilder
(einschlieflich solcher aus anderen Verfahren) moglich sein, um ein zuverlassiges
Wiederauffinden ausgewahlter Strukturen auf dem gesamten Wafer mit einer Genauigkeit im
Mikrometerbereich zu gewahrleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Strukturen nur bei
hoher VergroRerung in speziellen Elektronenbildern sichtbar sind, etwa im CL-Kontrast oder
als kleine Versetzungen im Beugungsmodus. 3) Fur die automatisierte Datenerfassung muss
ein breites Funktionsspektrum zur Verfligung stehen. Das System soll eine umfassende
Softwareldsung bieten, die sowohl die automatisierte Steuerung der Elektronenmikroskop-
Funktionen als auch deren freie Anordnung innerhalb ausgewahlter ROls auf dem Wafer
ermaglicht. Dies soll Uber eine moderne, intuitive grafische Benutzeroberflache mit einem
"Drag-and-Drop"-Workflow-Editor realisiert werden; dieser erlaubt es dem Anwender, nahezu
jede Mikroskopfunktion mit definierten ROI-Listen in beliebiger Reihenfolge zu kombinieren -
einschlieBlich Schleifen, bedingter Wenn-Dann-Logik (if/else) und modularer Gruppierung von
Workflow-Elementen. Der automatisierte Bildgebungs-Workflow darf sich nicht auf die
Aufnahme grof3er Sichtfelder beschranken, sondern muss auch hochauflésende
Bildaufnahmen ermoglichen. Darlber hinaus soll das System integrierte Skripting-Funktionen
enthalten, die die Ausfihrung kundenspezifischer Python-Codes sowie das Extrahieren,
Modifizieren und Wiedereinbinden von Python-Unterprogrammen erlauben, um
malfigeschneiderte, komplexe Automatisierungs- und Datenverarbeitungsroutinen zu erstellen.
Optionen: 1.1.21 Software zur Auswertung von ECP-Mustern Software, die die Indizierung von
Beugungslinien und die Bestimmung von Kippwinkeln auf der Grundlage gemessener
Elektronen-Channeling-Muster (ECP) ermdglicht. 1.2.9 Zusatzliche Durchfuhrungen Kabel-
und Stickstoffdurchfihrungen fiir einen EBIC-Probentisch und eine Stickstoff-Kihleinheit.
1.2.10 Plasma-Reiniger Plasma-Reiniger im Inneren der Hauptkammer. 1.4.11 Software zur
Analyse geschichteter Proben Software zur Analyse geschichteter Proben mit Schichtdicken
im Nanometer- bis Mikrometerbereich; die Analyse soll entweder auf vorgegebenen
Schichtdicken oder auf der Zusammensetzung der einzelnen Schichten basieren.

EowTtepikd avayvwpioTikd: LOT-0000

5.1.1. ZKomrég
XapakTtpag NG ouppBaong: Ayabd
Kupia tagivounon (cpv): 38511100 HAEKTPOVIKG MIKPOOKOTTIO OAPWONG

5.1.2. Tomrog ekTéAEoNng
MoAn: Erlangen
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TaxudpouIKOG KwdIkag: 91058
Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Erlangen, Kreisfreie Stadt (DE252)
Xwpa: Meppavia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 6 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
MpéTTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oT1T0i0 €XEI avaTeBei n eKTEAEON TG oUPPBaONG: Agv aTTaITEITAI
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocelg (ZAZ): val
H ev Adyw ouppaon givail ettiong KatadAANAn yia TG MIKPES Kal peaaieg emxeiproeic (MME): vai
MpbdoBeTeg TANPOYOpIcs: #Besonders auch geeignet fur:other-sme#

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cupBAOEIg
2TOXO0G TwV OTPATNYIKWY dnuociwy cuppfaoewv: Kauia otpatnyikr dnuooia cuupacn

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emAoyng: MpokApugn, ‘Eyypago cuuBaong
Kpitiipio: XpnuaTooIKOVOUIKOG BEIKTNG
Meprypar) Tou Kpitnpiou emAoyng: Umsatz der letzten 3 Geschaftsjahre - Dieses Kriterium ist
NICHT das einzige Eignungskriterium. Die vollstdndigen Eignungskriterien finden Sie hier:
https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/SelectionCriteria/54321-Tender-19fc6e0a694-
6e3043a11711f8ec
NMAnpo@opieg OXETIKA pPE TO BEUTEPO OTADIO O€ dladikaoia 800 oTadiwVv:
EAGxioTog apiBudg uttown@iwy tmou 6a KANBoUv va CUPPETAOXOUV OTO OEUTEPO OTADIO TNG
dladikaciog: 3

5.1.10. Kpithpia avadeong
Kpitfpio:
Eidog: MoiotnTa
Ovouaoia: Technische Ausflhrung
Mepiypaen: Technische Ausfiihrung
Katnyopia tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TToocooTd, akpIREg)
ApIBudc kpitnpiou avabeong: 65
Kpitfpio:
Eidog: Tiun
Ovouaoia: Preis
Mepiypaon: Preis
KaTnyopia Tou kpitnpiou avabeong Bapog: Z1a0uion (TTooooTd, akpIRES)
ApIBudc kpitnpiou avdabeong: 35

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
"AWOOEG OTIG OTTOIEG Eival ETTIONUWG dIaBEoIPa Ta £yypaga NG dnudoiag oupPaong: yepuavika
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnuoaoiag cuuBaong: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer
/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19fc6e0a694-
6e3043a11711f8ec

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
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Opol uttoBoARg:

HAexTpovikr) uttToBoAn: EmiTpéTTeTal

Aig0Buvon yia uttofoAn: https://vergabe.fraunhofer.de

"AWOOEG OTIG OTTOIEG UTTOPOUV VA UTTOBANBOUV OI TIPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKG

HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv eTTITPETTETAI

MapaAhayég: Agv TITPETTETAI

O1 TTpooPEPOVTEG UTTOPOUV Va UTTORBAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO ia TTPOCYOPEG: ETITpETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv aimqoewy cuppetoxng: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Qpa
AvaTtoAiknG EupwTing, Bepivil wpa Kevipikrng Eupwtng

MAnpo@opieg TTou PIToPoUV va CUPTTANPWOOoUV peTA TN AREN TNG TTpoBeoiag uTToBOARG

Katd Tn SIAKPITIKA EUXEPEID TOU QyOoPaOTH, OAQ TA £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCQPEPOVTA TTOU
AgitTrouv ptTopoUvV va uttoBAnBouv apydTepa.

MpbdoBeTeg TANpoYopics: Siehe Vergabeunterlagen

‘Opol Tng oupuBaong:

H oUuBaon mrpétmel va ekTeAEiTal OTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

Opol oxeTIKG pe TNV ekTéAeon TNG oUpPBaong: Bei evtl. Einsatz von Nachunternehmern sind
diese zu benennen, ihre Eignung ist ebenfalls anhand der unter
"Ausschreibungsbedingungen" aufgefuhrten Eignungskriterien nachzuweisen. Ferner ist zu
bestatigen, dass sie im Auftragsfall zur Verfugung stehen; deren Anteil am Umfang des
Auftragsgegenstandes ist darzulegen.

HAekTpovikr TIHOAGYNoN: ETiTpétmeTal

Oa xpnoipoTtroinBei NAekTpOVIKA TTapayyeAia: oxl

Oa xpnoipoTroinBei NAeKTPOVIKA TTANPWN: 6xI

5.1.15. Texvikég
Zupguwvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaioclo
NMAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUCTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpOPoOpieg, diapecoOAGBNON KAl TTPOCPUYH
Opyaviopog TTpoo@uyng: Vergabekammern des Bundes
MAnpo@opiec oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emavetéTaong: Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein
Nachprufungsantrag ist zudem unzulassig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die
Vergabekammer den Auftraggeber Gber den Antrag auf Nachprtfung informiert hat (§§ 168
Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist mdglich 15 Kalendertage nach
Absendung der Bieterinformation nach § 134 Abs. 1 GWB. Wird die Information auf
elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkirzt sich die Frist auf zehn Kalendertage (§
134 Abs. 2 GWB). Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den
Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es
nicht an. Die Zulassigkeit eines Nachprifungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend
gemachten Vergabeverstolie 10 Kalendertage nach Kenntnis gegenuber dem Auftraggeber
gerugt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, mussen spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber dem
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Auftraggeber gerugt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB) . Versto3e gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, missen spatestens
bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem
Auftraggeber gerigt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewv: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWYV TWV dIadikaciwy TTPooPuyAG: Fraunhofer-
Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-7001
Emionun ovopaoia: Fraunhofer-Gesellschaft - Einkauf B12
ApiBudg karaxwpliong: DE 129515865
Taxudpouikr) dieuBuvon: Hansastralle 27¢
M6An: Minchen
TaxudpouIkog Kwdikag: 80686
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Mepuavia
MpdowTro emkoivwviag: Einkauf Betrieb und Infrastruktur
Email: einkauf@zv.fraunhofer.de
TnAépwvo: +49891205-0
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://vergabe.fraunhofer.de/
MpowiA ayopaoTh: https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/
P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:
AyopaoTAg
Kevtpiki apxnf TpounBeiwyv n otroia avabéTtel dnuooieg CUPBATEIS 1) CUVATITEI CUPQWVIEG-
TTAQioIO yIa £pya, TTPONNBEIES 1} UTTNPETIES TTOU TTPoopifovTal yia GAAOUG ayopaoTEG
Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaiwv
ouuBdoswy

8.1. ORG-7004
Emionun ovopaooia: Vergabekammern des Bundes
Ap1Bu6G kataxwplong: t:022894990
Taxudpouikr) dicuBuvon: Kaiser-Friedrich-Stralde 16
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53113
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
TnAépwvo: +49 228 9499-0
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-7005
Emionun ovouacia: Fraunhofer-Gesellschaft zur Férderung der angewandten Forschung e.V.
ApiBudg karaxwpliong: DE-129515865
Taxudpoulikr) dieuBuvon: Hansastralle 27¢
M6An: Minchen
TayxudpouIKOg Kwdikag: 80686
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YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Xwpa: Mepuavia

Email: einkauf@zv.fraunhofer.de

TnAépwvo: +49 89 1205-0

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.fraunhofer.de

PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTaPOXNG TTEPICOOTEPWY TTANPOPOPIWY TWV dIAdIKACIWY TTPOCPUYAG

8.1. ORG-7006
Etrionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
ApiBudg kataxwpiong: 0204:994-DOEVD-83
M6An: Bonn
TaxudpouIkog Kwdikag: 53119
Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
TnAépwvo: +49228996100
P6Aol autoU Tou opyaviouou:
TED eSender

MAnpo@opisg TpokApUENG

AvayvwplioTiko/éEkdoon TTpokApuéng: 15d26078-fa74-4f3e-96fa-9be15091bfd8 - 01
Eidog evrutTou: Alaywviopog

Eidog mrpokApuénc: Mpokrpugn cupBaong i cuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWG

YTro€idog mrpokApuéng: 16

Huepopnvia atmooToArng Tng Tpoknpuéng: 03/08/2026 19:54:43 (UTC+02:00) Qpa AvatoAiKig
EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng

MAWooEg OTIG OTTOIEG DIATIOETAI ETTIONKA N TTOPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, ayyAIKA
ApIBud¢g dnuoaicuong Tng TTpoknRpugns: 540796-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 149/2026

Huepopnvia dnuocicuong: 05/08/2026
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